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１．はじめに 

本研究は、膜厚に対するプロセス管理の効果と技術課

題の抽出を目的として、熟練技能工に対して、施工実験

を行った１）。その 4 では、プロセス管理法が膜厚に及ぼす

影響について報告する。 
 

２．プロセス管理法の施工実験 

2.1 施工実験方法 

施工実験の概要は、前報１）のとおりで、施工実験の要

因と水準を表 1 に示す。 

2.2 膜厚測定方法 

膜厚の測定は、既報３）を踏まえ、アルミニウム合金薄

膜処理された通気緩衝シートを用いて、2 機種の渦電流式

膜厚計を使用した。膜厚の測定箇所を図 1 に示す。膜厚

は、ばらつきの分布を詳細に検討できるように 500mm 間

隔で測定した。膜厚は、アクリル板（t=2mm）を測定中

心に設置して、5 箇所を測定し、最大と最小を除いた 3 点

の平均値を算出した。また、渦電流式膜厚計の精度を確

認するため、12 箇所の防水層を切り取って、ダイヤルゲ

ージ式膜厚計で膜厚を測定した。 

 

３．施工実験の結果と考察 

3.1 膜厚計の精度検証  

渦電流式膜厚計で測定した膜厚と、防水層を切取って

ダイヤルゲージ式膜厚計で測定した膜厚の比較を図 2 に

示す。いずれの渦電流式膜厚計においても、ダイヤルゲ

ージ式膜厚計と遜色ない結果が得られた。 

表 1 施工実験の要因と水準 

要　因 水　準

仕様 絶縁仕様（通気緩衝シート+下塗り＋上塗り）

下地
下張り：石膏ボード（t＝9.5mm）

上張り：合板（t＝3mm）

部位 平場（24.5m2
）

作業者 熟練者（経験年数20年以上）

施工場所
の区割り

A工区：塗布量管理（2回塗り　1.5mm＋1.5mm）

B工区：塗布量管理＋ウェットゲージによる管理

C工区：塗布量管理＋1層目塗布後の膜厚測定

　　　　　＋膜厚の表示
D工区：塗布量管理＋1層目塗布後の膜厚測定

　　　　＋補修塗り
膜厚計 渦電流式膜厚計（a,b）

測定

1）下地の平滑さ

2）各工程の作業時間

3）1層目塗布後の膜厚

4）2層目塗布後の膜厚
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図 1 膜厚の測定箇所
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図 2 膜厚の比較
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3.2 渦電流式膜厚計の測定結果 

渦電流式膜厚計で測定した膜厚のヒストグラムを図 3

に示す。紙面の都合で、膜厚計 a のデータのみ表示した。 

A 工区、C 工区、D 工区は同じ施工法で 1 層目を塗布

した。B 工区は、1 列につき 1 回ウェットゲージで膜厚を

確認した。1 層目の膜厚の平均値（目標 1.5mm）は 1.54

～1.60mm、標準偏差は 0.314～0.361mm となった。 

2 層目塗布前に C 工区は 1 層目の膜厚を作業者に開示

した。D 工区は、1 層目で 1.20mm を下回った箇所を補

修塗りした。2 層目の膜厚の平均値（目標 3mm）は、

3.16～3.30mm、標準偏差は、0.469～0.542mm となった。 

3.3 プロセス管理法の効果の検証  

プロセス管理法の効果を検証するため、目標値±10％の

膜厚の分布（図 3 中に枠表示）に着目し、20％占有率と

定義した。20％占有率と標準偏差の関係を図 4 に示す。

標準偏差が減少すれば、20％占有率は増加する。2 層目に

着目すると、C 工区と D 工区で、20％占有率が顕著に増

加しており、プロセス管理法に影響されたと推察する。 

４．まとめ 

本報は、プロセス管理法が膜厚に及ぼす影響について

検討した。その結果、2 層目施工前に 1 層目の膜厚を開示

することで、20％占有率が顕著に増加した。 
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図 3 膜厚のヒストグラム（渦電流式 a）
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図 4 20％占有率と標準偏差の関係
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